® UsTtAv INFORMATIKY
SLOVENSKA AKADEMIA VIED

Pozyvame Vas na

SEMINAR UI SAV,

ktory sa bude konat’ online v utorok 29.6. 2021 0 10.00 hod.

Program:

Ing. Pavol Nemec
Oddelenie elektronovej litografie UI SAV

»wdenzorické Struktiry na baze TiO2 a NiO s kontrolovanym rozsirenim
ich aktivnej oblasti detekcie plynov*

Abstrakt:

Kontrolované zvac¢Senie povrchu TiO2 je zédkladnym mechanizmom pre zvySenie citlivosti senzora po
expozicii plynom. Jednou z moZnosti roz§irit’ povrch senzora elektronovej litografie s naslednym ICP
leptom v CF4/Ar plazme cez rezist HSQ XR-1514.

Nanostruktiry oxidu TiO2 s presne riadenou geometriou zohravaji dolezita ulohu v technologickom
zlepSovani senzorov urenych na detekciu plynov. Ciel’ je ¢o najpresnejSia detekcia plynov ako st
napriklad COx, NOx alebo NH3. Vyuzitim elektronovej litografie a leptenim moZno dosiahnut
geometrické rozSirenie aktivnej oblasti detekcie plynu.

Kracové slova: Elektronova litografia, vykreslovanie poli, Struktary TiO2, negativny HSQ rezist,
Cr maska, Al maska, ICP lept, plynovy senzor s vysokou ucinnost'ou, riadené rozsirenie aktivnej
plochy.

Pripojit’ sa mozno pomocou linku : https://meet.google.com/obr-gmka-ahj

Ing. Mgr. Robert Andok, PhD.
povereny vedenim UI SAV


https://meet.google.com/obr-qmka-ahj

